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１．まえがき 

我々はこれまでに、粉体を用いたスパッタリ

ング法やパルスレーザ堆積(PLD)法で薄膜作製

を行い、様々な機能性薄膜の低コスト作製に成

功してきた。その中で、特に低融点材料の作製

に関しては、成膜はできるものの、組成費の制

御が困難である事を明らかにした。例えば、磁

性体薄膜である酸化ビスマス鉄(BIG)や希土類

鉄ガーネット等の場合は、作製した薄膜の元素

の組成を 3:5:12 の比率に正確に合わせなけれ

ばならないが、金属 Bi の融点が低いため、Bi

リッチな膜に成り、組成制御が困難である可能

性がある。また、同じ低融点材料である Sn を

ドープした SiO2 の作製でも、同様な現象が考

えられる。本研究では、粉体ターゲットとして

酸化物粉体を利用することにより、上述の問題

点を克服できないかを検討した。 

 

２．実験装置 

成膜装置は、通常のスパッタ成膜装置を用い

た。ターゲットホルダに、Sn 金属粉体と SiO2

酸化物粉体、および、SnO2 と SiO2 の酸化物粉

体を混合させて設置した。その状態でターゲッ

トに RF 電力を投入し、プラズマを発生させて

スパッタ成膜した。投入電力 100W で 60 分間成

膜した。パラメータとして、雰囲気ガスは Ar、

基板温度は室温とした。作製した薄膜は SEM

や、XPS で解析した。 
 

３．実験結果 

図 1 に、Sn 金属粉体と SiO2粉体の混合ター

ゲットを利用して作製した薄膜の表面を XPS

で解析した結果を示す。結果から、作製した薄

膜が Sn リッチな膜であり、粉体の混合比では

制御しがたいことを示唆している。図２には

SnO2 と SiO2 の酸化物粉体を混合させたターゲ

ットを利用して作製した薄膜の表面を XPS で

解析した結果を示す。薄膜表面の Sn/Si 組成比

は、ターゲットの SnO2/ SiO2混合割合の増加と

ともに増加することが判った。ここには示して

いないが、SnO2 と SiO2 の酸化物粉体を混合さ

せたターゲットによるプロセスプラズマ中の

発光スペクトルを測定し、Snと Si の発光強度

の比もSnO2/ SiO2混合割合の増加とともに増加

することが判った。このことは、低融点材料を

含む多元素でも機能性薄膜が作製できる事を

示唆している。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 Sn 粉体と SiO2 粉体の混合ターゲットを

利用して作製した薄膜の組成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 SnO2 粉体と SiO2 粉体の混合ターゲット

を利用して作製した薄膜の組成比 

 

４．まとめ 

低融点材料を含む多元素機能性薄膜でも、酸

化物の粉体ターゲットを用いることで、低コス

トで作製でき、その組成の制御も可能である事

がわかった。詳細は公演にて。 
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